


dokonala atomizace



Axialni pozorovani

Zareni, lateralni pozorovani

Indukéni civka
Iniciace 3-5 zavitl
vyboje:
ionizace
jiskrou Plazmova hlavice SiO,
3 koncentrické trubice

Stredni plazmovy Vnéjsi plazmovy
plyn 0-0.5 L/min Ar plyn 12 L/min Ar Elektromagnetické

pole, frekvence
Nosny plyn (aerosolu) 27 MHz, 40 MHz
0.6-1 L/min Ar vykon 1-2 kW
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vzorku carove atomove spektrum prvku



E/Pevnolatkové (Nd:YAG, 1064 nm, 266 nm, 213 nm;
exciplexove XeF* 351 nm, KrF* 248 nm, ArF*193
nm)



ICP-AES
ICP-MS

Atomy, ionty,
shluky, aerosol

Laserovy paprsek

Mikroplasma

Absorpce zareni
‘ . ® v plazmatu

VAN ELOUE LM-OES, LIBS
Atomizace ’
Excitace Deponovany
Ionizace material

Pevna latka

N

Ohreyv, taveni,
vyparovani, exploze

Praskani materialu



indukovanem plazmatu LIP-AES, LIPS,
LIBS
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Objem ablaCni komory.

SloZeni nosn¢ho plynu




Analyza povrchu a povlaku: lokalni analyza,
mikroanalyza, ploSn¢ mapovani (analyza
mineralogickych vybrusu, nehomogenit v ocelich)

Stanoveni prumeérneho slozeni (bulk analysis)
‘/Materiély elektricky vodivé 1 nevodive

v Kompaktni materialy (ocel, slitiny, sklo,
keramika)

‘/Préékové materialy (lisovan¢ tablety nebo
vytavena skla, napft. s Li-boraxem

Pofizovani hloubkovych koncentracnich profili,
analyza inkluzi v mineralech



Analyza hloubkovych koncentrac¢nich profilu

Vrstvy z = XX nm az XX um (napf. elektro-
depozice, zarove nastriky, napafovani...).
Rozhrani: ostre nebo difusni, pozadovano
hloubkove rozliSeni.

z (nm) :



Hloubkove profily



Pracovni parametry pulsniho laseru Nd:YAG
Vliv sloZzeni nosn¢ho plynu v LA-ICP-ES
Porovnavaci prvek v LA-ICP-AES

MozZnosti vyuziti jiskry indukovan¢ v atmosfére
Ar infracervenym laserem pro LA-ICP-AES

Vztah mezi akustickym signalem vyvolanym
laserovou ablaci a optickym signalem v ICP

Metody analyzy geologickych vzorkt, ptd, skla,
resistentni keramiky, oceli a slitin

MozZnosti a omezeni Nd: YAG laseru pro
porizovani hloubkovych profila vrstev. materialu



ICP-MS s laserova ablaci




